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기도 법에 의한 고온 내산화성 Ni-ncAl 복합코 층 제조
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 록 : Ni 도 액 내에 나노 크기의 Al 분말을 혼입 분산한 후 기도  공정을 이용하여 고온 내산화성 Ni-ncAl 복
합층을 제조하 다. 도 액 내 나노 분말의 분산을 한 다양한 시도가 이루어졌으며, 착 후 도 층 내 나노 분말의 
분포를 찰하 다. 한, 반복 열처리 테스트 후 나노 복합 도 층의 고온 내산화성을 측정하 다.

1. 서론

고온산화성 분 기에서 사용되는 재료들의 내산화성 피막 제조법은 여러 가지가 있으나, 그  기화학  나노 복합 
착법은 비교  단순하고 렴한 공정과 경비로써 요구 물성을 확보할 수 있는 장 이 있다. 본 연구에서는 착된 도
층 내에 나노 크기의 분말을 균일하게 분포시켜 고온내산화성을 증 시키고자 하 다. 도 액 내에서 나노 분말의 분산 
정도와 도 층의 고온 내산화성 간 상 계를 규명하기 해, 용액 내 나노 분말의 균일 분산 방법을 비교하 다.

2. 본론 

단순 교반으로 분산된 Ni-nano Al 도 액을 제조하 고, Brass 시편 에 정 류를 인가하여 도 층을 형성한 후, 도
층 내 나노 분말의 균일한 혼입이 이루어지는지 알아보았다. 도 액은 택니  도 액에 계면활성제와 100 nm의 

평균입경을 가지는 나노 Al 분말을 첨가하여 조성되었다. 도 층은 시편에 2 A/dm2의 류 도를 60분간 인가하여 
이루어졌다. 제작된 시편은 표면과 단면을 각각 SEM으로 찰하 고 한, EDS와 mapping을 사용하여 Al 나노 분말
의 분포 상태와 함량을 측정하 다. 실험 결과, 도 층 내 Al 나노 분말의 불균일한 분포상태와 은 혼입량의 문제
이 찰되었다. (그림 1)

3. 결론

도 층 내 나노 분말의 혼입량 증 와 균일도 향상을 해서는, 도 용액 제조 단계에서부터 나노 Al 분말의 한 분
산이 요한 요소로 단되므로, 분산제를 이용한 화학  방법과 강력 교반기를 이용한 기계  방법이 용액 내 나노 
분말의 분산에 미치는 향을 연구 에 있다.

 

composition wt % at %

Ni 98.24 96.25

Al 1.76 3.75

그림 1. 도 층 내 Al 나노 분말의 혼입 상태와 혼입량
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